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1范围

镀膜玻璃生产规程
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本标准规定了镀膜玻璃生产的术语币『定义、分类、材料、制作、成品榆验以及包装、标志、运输羽

贮存。

本标准适用ji磁控溅射镀膜玻璃和在线化学气相沉积镀膜玻璃的牛产。

2规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注LJ期的版本适用于本文

件。凡是4；注日期的引用文竹，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文什。

GB／T 728—1998锡锭

GB／T 3620 l～2007钛及钛合金牌号和化学成分

GB／T 6382．1平板玻璃集装器具架式集装器及其试验方法

GB／T 6382．2平板玻璃集装器具箱武集装器及其试验方法

GB／T 20878--2007不锈钢和耐热钢牌号及化学成分

GB／T 18915．1镀膜玻璃第1部分：阳光控制镀膜玻璃
GB／T 18915．2镀膜玻璃第2部分：低辐射镀膜玻璃

Jc／T 513平板玻璃木箱包装

3术语和定义

F剐术语和定义适用于本文件。
3．1

靶材sputtering target

被高速荷能粒了轰击的，可沉积或反应成膜的固体利料。
3．2

磁控溅射镀膜magnetron sputtering coating

真空环境中，在电场及磁场的作用F，靶材被气体辉光放电产生的荷能离子轰击，粒子从其表面

射出，在被镀基体表面沉积或反应成膜的工艺过程。
3．3

镀膜前驱体coating precursor

含有构成薄膜成分的化学物质，nT通过化学反应在高温基体表面7侈成膜层。
3 4

化学气相沉积镀膜chemical vapor deposition coating

将镀膜前驱体施加到高温基体表面，在气相一固相界面发生化学反应，在基体表面沉积反应成膜的
工艺过程。

3 5
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工艺气体process gas

磁控溅射过程中用于产生等离了体或发生特定化学反应的一种或儿种气体。化学气相沉积过程中镀

膜前驱体气体、反应气体及载体气体的总称。

3．6

镀膜反应器coating reactor

在化学气相沉积镀膜过程巾，将工艺气体喷射到基体表面的特定装置。

3 7

阴极cathode

在磁控溅射镀膜工艺中，承载靶材实现磁控溅射的装置。装置内包括磁性材料、冷却装置、屏蔽装

置等。

3．8

可热加工的镀膜玻璃heat treatable coated glass

指热加工后膜层性能稳定，各项指标仍符合韦H关国家标准或行业标准的镀膜玻璃。

4分类

4 1 按产品性能分为阳光控制镀膜玻璃和低辐射镀膜玻璃。

4 2按生产工艺分为离线磁控溅射镀膜和在线化学气相沉积镀膜。

5材料

5 1 磁控溅射镀膜玻璃生产所用材料

磁控溅射镀膜玻璃生产所用材料包括玻璃、靶材、工艺气体、保护膜、干燥剂等，各种材料均麻符

合相应国家标准或行业标准的要求以及生产工艺要求。材料应有合格证，进口材料应有相关证明。

5．1．1玻璃

磁控溅射镀膜玻璃可选用平板玻璃、防火玻璃、钢化玻璃、夹层玻璃、半铡化玻璃、压花玻璃、超

白浮法玻璃等作为基体材料。

5 1 2靶材

磁控溅射镀膜工艺常用靶材nJ‘参见附录A。

5．1．3工艺气体

工艺气体包括高纯度的氩气、氮气、氧气等。

5 1 4其他材料

包括保护膜、干燥剂、隔离粉、珍珠棉、惰性气体等。

5 2化学气相沉积镀膜玻璃材料

化学气相沉积镀膜玻璃生产所J}j材料包括玻璃、镀膜前驱体、工艺气体等。各种材料均应符合相应

l到家标准或行业标准的要求，尚无相应标准的材料应符合设计要求。材料应有台格证，进口材料应有相

关证明。



5．2 1玻璃

化学气相沉积镀膜玻璃哪选用平板玻璃、超白浮法玻璃等作为材料。

5．2．2镀嚏前驱体

化学气相沉积镀膜工艺常用的镀膜前驱体可参见附录B。

6制作
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6 1一般要求

6 1 1 镀膜玻璃生产企业应具备满足生产要求的设备，并定期进行维护保养。

6．1 2镀膜玻璃生产企业应具备必要的量具和检测设备，并定期进行计量检定。应具备的膜层检测设

备有在线分光光度汁、离线分光光度汁、耐磨试验机和方块电阻测量仪。宜具备辐射率测定仪、红外分

光光度计、雾度仪、台阶仪、椭偏仪等。
6 1 3从事镀膜玻璃生产的作业人员，应具备相应的专业技能并经过安全操作培训，持证上岗。

6．1．4镀膜玻璃的生产应具备工艺操作规程、作业指导书、安全操作规程、应急方案等。

6 1 5磁控溅射镀膜的基片宜选用近期生产的玻璃，必要时应进行抛光处理。

6 1 6磁控溅射镀膜玻璃生产应具备上下片台、清沈机、磁控溅射装置、生产监控、在线检测、循环

冷却水系统、水处理系统等装置。

6 1 7磁控溅射镀膜工艺室的基础真空度宦优于5×10～Pa。

6．1．8镀膜面宜为玻璃的非锡面。

6 1 9清洗用去离子水电阻宜大]：5 Mn。

6 2磁控溅射镀膜玻璃的制作

6．2 1生产工艺流程

生产工艺流程见幽l。

图1 磁控溅射镀膜玻璃生产工艺流程图

6．2．2生产前检查

生产前应进行如下检查：

a)清洗用去离子水的电阻：

b) 镀膜工艺室的真空度；

c)靶材配置：

d) 工艺气体的种类、纯度、压力

e) 冷却系统的工作状态：
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f) 自动上、l：片台装置和清洗机的工作状态

g) 生产监控装置、在线检测装置的工作状态

h) 磁控溅射阴极的T作状态。

6 2．3上片

上片时应对玻璃的外观质量、尺寸、厚度、锡面训向等进行检查。

6．2 4前清洗

清洗机的水温宜在35℃～45℃之间，最后一道消洗水应使用去离子水，清洗后的玻璃表面无划伤、

破角、水渍或残留水珠等缺陷，同时清洗玻璃的干燥风应经过滤处理，保证玻璃清洗后沽净、干燥。

6．2．5调试

根据标样设置适当的工艺参数，并进行生产试制，当试样符合以下各项指标时方可连续生产：
a) 可见光透射比、可见光反射比、颜色值、颜色均匀性符合产品要求：
b) 低辐射镀膜玻璃的辐射率符合产品要求：

c) 耐磨性能符合产品要求；

d) 可热加工的磁控溅射镀膜玻璃应进行热加T性能订估，热加工后满足可见光透射比、可见光反

射比、颜色，颜色均匀性、辐射率、耐洗刷性等要求。

注：q1空玻璃用材料包括玻璃、问龋材料、密封材料、干燥剂等．符种材料均成符合千f】应旧家标准或行业标准的耍

球，尚无相应标准的利料应符合设计要求。材料应有合格证，进口材料应有相关证明。

6．2 6生产过程监控

6．2 6 1

6．2．6 2

6．2 6 3

6．2．6 4

6 2 6．5

6．2 6．6

应对工艺气体进行监控并保持稳定。

应监控镀膜玻璃nr见光透射比、r玎见光反射比、颜色、颜色均匀性、辐射率的检测值。

应监控阴极的工作电压、Ib流、功率值。

应观察阴极辉光处于稳定状态，f|}现异常应及时进行调整。

应监控玻璃的传送过程处于稳定状态。

应对产品按一定频次进行离线抽检。

6．2 7后清洗

为检查阳光控制镀膜玻璃外观质节，。茂进行后清洗。

6．3在线化学气相沉积镀膜玻璃的制作

6 3 1生产工艺流程

生产工艺流程见图2。
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图2在线化学气相沉积镀膜玻璃生产工艺流程图

6 3．2检测设备

生产企世应具备浮法玻璃生产线、镀膜系统及产品质量榆测设备。

6．3．3标准样片

Hi同品种的镀膜玻璃虚制作标准样片，测试膜层的光学、热学性能，将测试数据作为标样参数。

6 3．4生产准备工作

生产应进行如F准备丁作：

a) 浮法玻璃原片质景应达到镀膜工岂要求；

b) 清理镀膜反应器、工艺管道等；

c) 调整玻璃原板宽度、温度、拉引速度、气氛、退火工艺参数

d) 启动工艺气体配送装置，工艺气体指标达到镀膜要求；

e) 启动镀膜系统冷却装置；

f) 启动工艺气体、镀膜前驱体、气幕保护气力¨热装置；

g)启动废气处理装置；

h) 将镀膜反应器置]：镀儿葵区工艺位置。

6．3 5调试

6．3 5 1 将镀膜工艺气体导入镀膜反应器。

6．3 5 2连续镀膜丌始后按照一定规则取样并测试．测试数据与标样参数对比。4i符合要求时，应重

新调整工艺参数，直到符合要求方可作为合格产品生产。

6．3 5 3镀膜所产生废气要进行无害化处理，达到国家环保要求。

6 3 6生产过程监控

6 3．6 1 生产过科!中要时镀膜T艺参数、锡槽T艺参数、退火工艺参数进行实时监控并做适当调整。
6 3 G 2镀膜划间要周期性刘镀膜反麻器进行清扫。

6．3 6．3对镀膜玻璃各项性能进行检测：

a)颜色均匀性榆测；



JC，r 2068—201 1

b) 低辐射镀膜玻璃辐射率检测或方块电阻检测

c)可见光透射比检测；

d) 耐酸性、耐碱性、耐磨性检测。

6 3．6 4对镀膜玻璃外观质最进行监控。

6 3 7镀膜生产停止

6 3 7 1 停止镀膜系统，退出镀膜反应器。

6．3．7．2退出镀膜状态。

7成品检验

镀膜玻璃的成品检验依照GB／T 18915 1、GB／T 18915 2的规定执行。

8包装、标志、运输和贮存

8 1 包装

8 1．1应符合GB／T 18915．1、GB／T 18915．2、JC／T 513、GB／T 6382．1和GB／1’6382．2的规定。

8．1．2包装内宜附带有该种产品的简要加工指导及使用说明¨等。

8 1．3磁控溅射阳光控制镀膜玻璃其镀膜而宜采用隔离粉、静电保护膜、珍珠棉等进行保护。

8 1 4磁控溅射低辐射镀膜玻璃其镀膜阳1应采用静电保护膜或隔离粉等进行保护。每箱低辐射镀膜玻

璃应采用塑料膜进行崭封保护，塑料包装内应填充足量的干燥剂，必要时还可填充惰性气体进行保护。

8 1 5在线化学气相沉积镀膜玻璃其镀膜面宜采Hj隔离粉、防霉纸、防霉液、珍珠棉等进行保护。

8．1．6保护膜、干燥剂、隔离粉等保护材料在使J}】前应进行性能评估，保n}：其不对膜面产生损伤。

8．2标志、运输和贮存

应符合GB／T 18915．1、GB／T 18915．2的规定。

6



A 1材质

附录A

(资}4性附录)

磁控溅射镀膜玻璃

常用磁控溅射镀膜破璃靶材包括钛(7i)靶、不锈钏GsT)靶、银(Ag)靶、锌铝(ZnAl2)靶、氧化钛(TiOx)

靶、硅铝(SiAl)靶、锌锡(ZnSnSO)靶、锡幅n)靶、铌(Nb)靶、氧化锌铝(ZAO)靶、铬(cr)靶、镍铬(NiCr)

靶等，材质要求见表^1。

表A 1靶材材质

靶材外)口分为圆靶和平靶两利t，靶材的尺1及就允许偏蔗应符合窖，’t图纸和设计图纸的螫求
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B 1 单丁基三氯化锡(MBTC)

附录B

(资料性附录)

化学气相沉积常用镀膜前驱体

足一利，有机锡卤化物的混配物，用于形成SnO：膜层，常温下为无色或淡黄色酸性液体，具有腐蚀性。

质量要求：有机锡卤化物的混配物一>95wt％，挥发性有机物≤5wt％。

B 2掺锑单丁基三氯化锡(MBTC：Sb)

是一种掺锑有机锡卤化物的混配物，用于形成锑掺杂SnO；膜层，常温下为无色或淡黄色酸性液体

具有强腐蚀性。

质量要求：锑掺杂有机锡卤化物的混配物≥99wt％。

B．3=甲基二氯化锡(DMTC)

是一种有机锡卤化物的混配物，用于形成SnO。膜层，常温]’为同体，具有强腐蚀性。

质量要求：主要成分二甲基二氯化锡≥90wt％，一甲基三氯化锡≤10wt％。

B．4三氟乙酸(TFA)

用来对膜层进行掺杂，常温下为无色酸性液体，具有强腐蚀性。

质量要求：主要成分三氟乙酸≥99．9wt％。

B．5硅酸四乙酯(TEOS)

用来形成锡硅氧化物膜层，常温下为无色液体。

质量要求：主要成分硅酸四乙酯≥99wt％。

B．6硅烷(si吣

用于形成非晶硅膜层和碳硅氧膜层，常温下是气体，遇空气自燃。

质量要求：主要成分硅烷≥99．999％。

B．7乙烯(CzH。)

8

用于形成碳硅氧膜层，常温下是气体，易燃。

质量要求：主要成分乙烯≥99．99％。
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